Crynujcku nporpam: Mactep akaaemcke crynuje Ousnka

Ha3suB npeamera: YBon y mia3Ma TeXHOJIOTHjE

HacraBauk/Hactaaunm: Teomopa ['ajo

Craryc npeameTa: u300pHU

Bbpoj ECIIB: 8

YeaoB: OcHOBH enekTpoHHKe, Pu3NKa jOHN30BaHUX racoBa

ub npeamera
VYno3HaBame CTyi€HATa ca MPUMEHOM IUIa3Me y TEXHOJIOTHjH ¥ HHIYCTPHjH

Hcxon npeamera
Haxkon oncirymaHor 1 Hay4eHOT caapikaja mpeaMeTa CTyIeHT Tpeba fa nMa pa3BHjeHe:
- Onmire ciocoGHOCTH:
Ocnoco0speHOCT 3a podecHoHaIHE MOCIOBE y OKBHPY IPUMEHEHUX TEXHOJIOTH]ja Ha HAYYHOM M UHYCTPH]CKOM HHUBOY.

- IpemmerHo-crienndudne CrIocOGHOCTH:
Ocroco6JEHOCT 32 HE3aBHCHO M3BOleHhe eKCIePUMEHATA, IbUX0BO OIIMCHBAKE U JOKYMECHTOBAMbE.
Ocroco6/EHOCT 32 MPUMEHY PA3THYUTHX IUTA3MEHHX H3BOPA Y TEXHOJIOIIKHM M HHIYCTPHjCKHM MPOLIECUMA.

Caap:kaj npegmera

Teopujcka Hacmaga

Tperupame NOBpIIMHA IIa3MOM. MIHTepaKiyja joHa ca YBPCTHM CTambeM. Jleno3nuuja TaHKuX GpriMoBa miasmMoM. [lnazma
CUUHT y MHKpoenekTpoHuy. O6paaa MaTepujana miasMoM. [lna3mena xemuja. CBETIOCHH IUIa3MEHH H3BOPH.

Ipakmuuna nacmasa

PauyHcke BexOe mpate canpixkaj npenaBama. ExcriepumenTaiie Bexxoe: EnekTpuyne kapakTepucTHKE UMITYJICHUX H3BOpPa
mw1a3Me. CrexkTpanHe KapaKTepUCTHKE UMITYJICHUX H3BOpa Iuia3Me. CrekTpaiiHe KapaKTepUCTHKE JTyYHOT H3BOpa Ijia3Me.
CriekTpajiHe KapaKTepUCTHKE THABOT NpaXKibeba. MeTanu3alyja cTakiia y THHhaBOM NPaKCHY.

CemuHap: Cacrtoju ce y IpUIIpeMH eKCIIEPUMEHTAIHUX pajiOBa KOju ce OpaHe CBaKke HeJlesbe.
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bpoj yacoBa akTuBHe HacTaBe ‘ Teopujcka HacTaBa: 3 I[IpakTuyna HacTaBa: 2

Metoae usBolema HacTaBe
[MpenaBama (3 yaca HelesbHO, Y TOKY ceMecTpa), pauyHcke Bexoe (1 yac HeleJbHO, y TOKY ceMecTpa), IpakTU4Ha HAacTaBa
(1 gac HeleJBHO, Y TOKY CEMECTpA).

Ouena 3Hamwa (MakcumaaHu 0poj moena 100)

IpeaucnutHe o6aBe3e HOCHA 3aBpIIHU HCTIUT [IOCHA
aKTUBHOCT Y TOKY IIpeJaBama 5 MUCMEHHU UCITUT 30
MpaKTUYHA HacTaBa 5 YCMEHH HCIIT 40
KOJIOKBHjyM-U 5 |

CeMHUHAp-U 5




